GEMU C67 CleanStar
AG4, manuell betatigt

GEMU C60 CleanStar
AG4, pneumatisch betatigt

Pneumatisch und manuell betatigte Membranventile
GEMU C60/C67 CleanStar - Antriebsgrofe 4

Anwendungsgebiete Merkmale

Membranventile fiir hochreine Anwendungen i * Hoher Kv-Wert

n der Halbleiterindustrie: + Medienberiihrte Teile aus PFA oder PTFE,

+ Chemikalienversorgung fiir die Prozesse speziell fiir den Einsatz in High Purity Anwendungen
polieren, reinigen, nassatzen + Hervorragendes Footprint/Durchfluss Ratio

« Transport groRer Medienmengen + Totraumarm
(Bulk-Supply, Day-Tank-Supply) + AuBenliegende Teile aus PVDF

* Misch- und Verteilsysteme + Langjahrig am Markt etabliertes CleanStar Design
(Slurry-Mischanlagen, VMB) + Reinraumfertigung erfiillt SEMI F57

G Em I:I WWW.gemu-group.com



GEMU C60/C67 CleanStar - AntriebsgroRe 4

Beschreibung

Die neue AntriebsgréRe 4 der ultrareinen 2/2-Wege
CleanStar Produktreihe wurde entwickelt um den stetig
wachsenden Marktanforderungen beziiglich Menge
und Reinheit von Prozessmedien weiterhin gerecht

zu werden. Die groRen Nennweiten ermoglichen es,
bereits auf der Versorgungs- und Verteilungsebene
einer Halbleiterfertigung hochreine Ventiltechnik
einzusetzen. Das Ventil verfiigt tiber eine optische
Stellungsanzeige. Aulerdem wurden stabile Befesti-
gungslaschen mit Langléchern in das Kérperdesign
integriert.

Das langjahrig erprobte und am Markt etablierte
CleanStar Design wurde bei der Entwicklung der neuen
AntriebsgrofRe beibehalten.

Technische Details

Medientemperatur:

-10°C bis 100°C
Umgebungstemperatur:

Max. 60°C

Betriebsdruck:

Max. 6 bar [87 psig] einseitig anstehend
Nennweiten:

2" (DN50) | 1%" (DN40)

Kv-Wert:

73,5 m¥/h (2") | 73,5 m¥/h (11%")
Anschlussarten:

Schweilstutzen Zoll
Armaturenverschraubung (optional)
Korperformen:

Durchgangskorper
Korperwerkstoff:

PFA

Bestandig
AuBenliegende Teile
aus PVDF

Bewahrt

CleanStar Design
schafft eine metall-
freie Verbindung von
Antrieb und Korper

Flexibel

Hilfreich
Optische
Stellungsanzeige

Ultrarein

Alle medien-
berihrten Teile
aus PFA oder
PTFE

Hilfreich
Optische
Stellungsanzeige

Bestandig
AuBenliegende
Teile aus PVDF

Ergonomisch
Auch mit Hand-
schuhen gut
bedienbares
Handrad

Bewahrt

Stromungsoptimiert

Optional anschweillbare,
0-Ring-freie Armaturen-

Montage- und Wartungszeiten

Hoher Durchfluss und minimaler Totraum.
Stressarme Medienfiihrung reduziert Ver-
verschraubung verkiirzt wirbelungen zur Vermeidung von Agglome-
ration (z.B. bei Slurry-Anwendungen)

CleanStar Design
schafft eine metall-
freie Verbindung von
Antrieb und Korper




Die Anforderungen der Halbleiterindustrie an die Ventiltech-
nik wachsen stetig. Die Waferdurchmesser vergroRerten sich
in den vergangenen Jahren. Dadurch stieg der Mengenbe-
darf an Prozessmedien. Gleichzeitig erfordern immer kleiner
werdende Strukturen auf den Mikrochips maximale Reinheit
und Partikelfreiheit der Fluide. Beiden Entwicklungen tragt
GEMU mit Einfiihrung der neuen AntriebsgréRe Rechnung.

Die AntriebsgroRe 4 ist in den Nennweiten 1%" und 2"
verfligbar. Alle medienberiihrenden Teile bestehen aus PFA
oder PTFE. Somit kann bereits auf der Versorgungs- und
Verteilungsebene einer Halbleiterfertigung hochreine Ven-
tiltechnik eingesetzt werden um groBe Medienmengen zu
transportieren. Gleichzeitig sorgt das kompakte CleanStar
Design fir ein herausragendes Durchfluss/Footprint Ratio.

Chemieherstellung

Waferherstellung

HERSTELLUKGS
PROZESSE

Lithografie —«m& Ach;;roze-ss LJE CMP
el Ty WO
Hﬂ!ﬁn iL—ﬂ-:'Jl "L-".:
- 7 i
ki i --I

SUBFAB

EDIENVERSORGUNG

|!|ml'|

Chemie

WL L] I

Losemittel

—Abluftreinigung &
Klimatisierung

Analytik ‘Zuschneiden,
Bonding & Verpacken
i A
n_I =4

CHEMIE- &
ABWASSERENTSORGUNG

LHELHELI

[ Chemie- & Slurry
| Rigkgewinnung

bt

Abwasser-
A

Reinstwasse

féufbereltung

Misch- und
Verteilsysteme

Mischung und Verteilung groRRer
Medienmengen auf die einzelnen
Prozessbereiche, z.B. in Slurry-Misch-
anlagen oder Valve Manifold Boxes
(VMB).

Transport groRer
Medienmengen

GrolRe Nennweiten ermdglichen

den Einsatz hochreiner Ventiltechnik
bereits im Umfeld von Versorgungs-
tanks.

(Bulk-Supply, Day-Tank-Supply).

Chemieversorgungssysteme

Die chemische Bestandigkeit

der auBen- und innenliegenden
Komponenten ermdglicht den Einsatz
in Chemieversorgungssystemen
(CDS/CDU).
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